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仕様

10μm

処 理 物

光 源 波 長

入 射 角

入射角設定単位

最 小 分 解 能

分布計測分解能

～12 インチウェハ

632.8nm (He-Neレーザー)

55°～75°，90°

0.01°

1Å

0.01mm

エリプソメータは物質表面に偏光を入射しその反

射光の偏光状態を測定して物質の光学定数（屈折

率・吸収係数）および表面上の薄膜の厚みと屈折

率を算出するシステムです。非接触で高精度測定

を行います。なお、膜厚測定範囲は数Å～数μ mで

す。表面の膜厚や屈折率に分布が存在している場

合、多点計測により分布の取得が可能となります。

膜厚・屈折率計測


